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Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami technologii wytwarzania struktur warstwowych w procesach osadzania i trawienia z reakcji chemicznych i elektrochemicznych w roztworach wodnych i niewodnych. Analiza wybranych technologii z różnych gałęzi przemysłu. 
Treści kształcenia: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami technologii wytwarzania struktur warstwowych w procesach osadzania i trawienia z reakcji chemicznych i elektrochemicznych w roztworach wodnych i niewodnych. Analiza wybranych technologii z różnych gałęzi przemysłu. Wykład obejmuje kolejne zagadnienia:
1.	Procesy przygotowania powierzchni podłoży do wytwarzania struktur warstwowych z wykorzystaniem procesów chemicznych i elektroche-micznych; odtłuszczanie chemiczne i elektrochemiczne, trawienie i polerowanie chemiczne i elektrochemiczne. Metody przygotowywania podłoży nieprzewodzących prądu.
2.	Osadzanie materiałów warstwowych metodą sol-gel.
3.	Osadzanie warstw metali i stopów metodami chemicznymi z roztworów wodnych i niewodnych, soli stopionych; bezprądowa metalizacja zanurzeniowa i katalityczna.
4.	Metody trawienia materiałów warstwowych z zastosowaniem roztworów wodnych. Kształtowanie struktur metodą fotolitografii.
5.	Inne metody modyfikacji powierzchni materiałów z wykorzystaniem procesów chemicznych i elektrochemicznych w roztworach wodnych; wytwarzanie warstw pasywacyjnych (oksydowanie, fosforanowanie).
6.	Przegląd wybranych właściwości fizykochemicznych otrzymywanych warstw i układów warstwowych.
7.	Wybrane przykłady współczesnych technologii przemysłowych (elektronika, motoryzacja, sprzęt użytku domowego).
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